Piilohaé.: 2 ze dne: 23.4.2008
je nedilnou sokasti
oswdéeni o akreditacié.: 209/2007 ze dne: 30.3.2007

Piiloha nahrazuje prilohu ¢.: 1 ze dne: 30.3.2007

List 13z 35

Akreditovany subjekt:

HES, s.r.o.
kalibraéni laborat®
U drahy 14, 664 49 Ostopovice

Z:i)dol\lé g/l foff;:hv:’gig; Frekvence [Hz] S’;‘ﬁjcl) zﬂi;ﬁijg) Identifikace metody
0,1Q (1+3) M 3%
(3+10) M 6 %
(10+13) M 8 %
10 (0,01+1) M 0,12 %
(1+10) M 2%
10Q (0,01+1) M 0,12 %
(1+13) M 2%
1000 (0,01+1) M 0,12 %
(1+13) M 0,3%
1 kQ (0,01+1) M 0,12 %
(1+13) M 0,3%
10 kQ (0,01+1) M 0,2 %
100 k2 (0,01+0,3) M 0,2 %
(0,3+1) M 0,3%
0,10 (0,01+3) M 3% Etalony odporu
(3+10) M 4% HP 16074
10 (0,01+0,3) M 4% Reaktance X
(0,3+1) M 6 %
(1+10) M 3%
100 (0,01+13) M 4 %
1000 (0,01+13) M 6 %
1 kQ (0,01+13) M 15 %
10 k (0,01+1) M 15 %
100 kQ (0,01+1) M 15 %
7 KAPACITA TP 7*, TP 24*
1 pF 1k 0,005 % NMreni
10 pF 1k 0,005 %
100 pF 1k 0,005 %
1nF 1k 0,005 %
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Akreditovany subjekt:

HES, s.r.o.
kalibraéni laborat®
U drahy 14, 664 49 Ostopovice

Z:i)dol\lé g/l foff;:hv:’gig; Frekvence [Hz] S’;‘ﬁjcl) zﬂi;ﬁijg) Identifikace metody
10 nF 1k 0,02 %
2 pF - 20 pF 10 k 0,3%
20 k 15%
20 pF - 200 pF 1k-4k 0,3 %
10 k 0,2 %
20 k 1%
0,2nF-2nF 100 - 400 0,3%
lk-4k 0,2%
10 k 0,1%
20k 0,5%
2nF-20nF 100 - 400 0,2%
1k-4k 0,1%
10 k 0,1%
20 k 0,5%
20 nF - 200 nF 100-10k 0,1 %
20 k 0,5%
0,2 UF - 2UF 100 -4 k 0,1%
10 k 0,5%
20 k 1%
2 UF - 20UF 100 - 400 0,1 %
1k-4k 0,5%
10k 1%
20 k 2%
20 UF - 200F 100 - 400 0,5%
1k-4k 1%
10k 2%
20 k 5%
0,2 mF - 2 mF 100 - 400 1%
1-4k 2%
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Akreditovany subjekt:

HES, s.r.o.
kalibraéni laborat®
U drahy 14, 664 49 Ostopovice

Z:i)dol\/é ngf::hvﬁgi:; Frekvence [Hz] S’;‘ﬁjcl) zﬂi;tn?i?z) Identifikace metody
0,2 mF -2 mF 10 k 5%
20 k 10 %
2mF - 20 mF 100 - 400 2%
1k-4k 5%
20 mF - 200 mF 100 - 400 5%
1pF 1k 0,003 % Etalony
10 pF 1k 0,003 %
100pF 1k 0,003 %
1nF 1k 0,003 %
10 nF 1k 0,01 %
100 nF 1k 0,01 %
1UF 1k 0,03 %
10 UF 1k 0,03 %
10 pF 100 - 20 k 0,03 %
100 pF 100 - 20 k 0,03 %
1nF 100 - 20 k 0,03 %
10 nF 100 - 20 k 0,03 %
100 nF 100 - 20 k 0,03 %
1UF 100 - 20 k 0,5%
10 YF 100 - 20 k 0,5 %
100F 100-10k 0,1%
1 pF 20k—-1M 0,3%
I1M-10M 1,3%
10 pF 100 - 20 k 0,03 %
20k—-1M 0,1%
1M-10M 0,25 %
100 pF 100-1M 0,03 %
1M-10M 0,2 %
1nF 100-1M 0,03 %
I1M-10M 0,8 %




